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摘要(译)

公开了一种用于制造有机发光器件的面板的表面处理工艺。用于制造有
机发光器件的面板的表面处理工艺包括以下步骤：在基板上形成多个第
一电极;通过在所述基板上涂覆具有光酸产生剂的正性化学放大光致抗蚀
剂组合物，在所述基板上形成多个具有T形横截面的壁，并选择性地在所
述第一电极上，将涂覆的基板暴露于UV辐射以形成潜在图案，曝光表面
在碱性气氛中处理所述基板上的所述光刻胶并显影所述光刻胶;其中每个
壁垒从所述基板突出并具有在平行于所述基板的方向上突出的悬垂部分;
将有机电致发光介质沉积到所述基板上的所述壁垒之间的暴露区域;在所
述衬底上的所述有机电致发光介质上形成多个第二电极。
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